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Studium struktury a interakce s molckulami plynu systemu Rh-Sn a Rh-SnC>2

Pro detailni pochopeni mechanismu slozitych procesu probihajicich pfi heterogenni katalyze maji
zasadni dulezitost stav a promcny geomelricke a elektronove struktury povrchu katalyzatoru. K
modelovani realnych systemu jsou nezbytnejednodussi modelove systemy, ktere umoznuji sledovat
dusledky zmen jednotlivych komponent systemu na prubeh katalyticke reakce.

Po uvodu do problematiky studia katalytickych reakci pomoci modclovych katalyzatoru (15 stran)
je kap.l (10 stran) venovana obecnemu pfehledu pouzitych povrchove citlivych experimentalnich
metod a kap.2 (6 stran) popisu aparatur pouzitych autorem jak na pracovisti v Praze, tak i v centrech
Elettra v Italii aNIMS v Japonsku. Tcziste vlastni pracc pfcdstavuji kap.3 o modelovcm systemu
Sn/Rh(110)(26stran)akap.4o vrstvach SnO2 (17 stran).

Uvodni kapitoly i vlastni prace je zpracovana pfehledne a citace ukazuji na dukladne seznameni
autora s vysledky ziskanymi v odbornc literature. Jen vyskytujici sc pfcklcpy a obcasny vyskyt
odborneho slangu mohly byt climinovany.

Dukladne pfiprave vzorku a modifikaci'm jejich uspofadanych povrchu byla venovana patficna
pozornost. To, ze urceni atomove struktury povrchu je narofine a vyzaduje pouziti fady
komplementarnich povrchove citlivych metod jc obecne znamo. V pfcdkladane praci se to projevilo
pfi navrhu predstav o rekonstrukci povrchu Rh(l 10) pfi adsorpci Sn vychazejicim z analogii a z
namefenych difrakcnich obrazcu elektronu. Vysledky nasledneho mefeni pomoci spektroskopie
pomalych iontu Ar vedly k zasadni revizi puvodne navrhovaneho modelu rekonstrukce povrchu.
Srovnani s vysledky ziskanymi na systemu Sn-Rh(lll) potvrzuji vyznam kompaktnosti uspofadani
atomu v povrchovych vrstvach na povrchove vlastnosti krystalu, konkretne na jejich adsorpcni
aktivitu vuci plynum.

V teto casti neni jasny duvod pro vyrazny rozdil hodnoty posuvii energii Ar iontu odrazenych od
atomu Rh a Sn, a to ocekavaneho (obr.2) a namefeneho (obr.25).
Pro potvrzeni revidovaneho modelu zabudovani atomu Sn do povrchu Rh(llO) je tfeba dalsi
podpora: tu by mohlo poskytnout mefeni a interpretace intenzit difraktovanych svazku elektronu (I-
V kfivky v LEEDu) nebo fotoelektronova difrakce (zminena pod carou v obecne casti v kap.l).

V kap.4 je popsana uspcsna volba parametru pro rust epitaxni vrstvy SnChUlO) na krystalickem
substratu v laboratofi NIMS a pozorovani ruznych rekonstrukci v zavislosti na vyhfati vzorku.
Depozice Rh na povrch epitaxni vrstvy v Praze pak umoznila porovnat vysledky oxidace na
definovanem povrchu Rh-SnOz s temi kdy Rh bylo napafeno na povrch polykrystalickeho

K objasneni mikroskopickych procesu probihajicich pfi adsorpci CO a O2 na ruzne
modifikovanych povrsich Rh Mgr. Janecek prokazal schopnost pfipravit potfebne definovane
povrchy modelovych systemu. Zvladl fadu povrchove citlivych metod potfebnych pro
experimentalni studium krystalograficke a elektronove struktury, provedl narocna mefeni, vcetne
tech na dvou zahranicnich pracovistich, a na jejich zaklade provedl interpretaci vysledku.

Pfedlozena disertaCni prace prokazuje pfcdpoklady autora k samostatne tvofive praci.
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